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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成29年8月3日(2017.8.3)

【公表番号】特表2016-531319(P2016-531319A)
【公表日】平成28年10月6日(2016.10.6)
【年通号数】公開・登録公報2016-058
【出願番号】特願2016-532276(P2016-532276)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ    7/20     ５０３　
   Ｇ０３Ｆ    7/20     ５２１　
   Ｇ０２Ｂ    5/08     　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ    5/08     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月23日(2017.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学有効面を有し、
　ミラー基板（１１、２１、３１、４１）と、
　前記光学有効面（１０ａ、２０ａ、３０ａ、４０ａ）に入射する電磁放射線を反射する
反射層スタック（１４、２４、３４、４４）と
を備え、
　ＩＩＩ族窒化物からなる層（１３、２３、３３、４３）が、前記ミラー基板（１１、２
１、３１、４１）と前記反射層スタック（１４、２４、３４、４４）との間に配置され、
前記ＩＩＩ族窒化物は、窒化ガリウム（ＧａＮ）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、及び窒
化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）を含む群から選択され、
　前記層（１３、２３、３３、４３）は、０．１μｍ～１００μｍの範囲の厚さを有し、
　マイクロリソグラフィ投影露光装置のミラーであるミラー。
【請求項２】
　請求項１に記載のミラーにおいて、前記ＩＩＩ族窒化物は非晶質であることを特徴とす
るミラー。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のミラーにおいて、前記層（１３、２３、３３、４３）は、０．
５μｍ～５０μｍの範囲の厚さを有することを特徴とするミラー。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のミラーにおいて、前記層（１３、３３、４３）は
、前記ミラー基板（１１、３１）上に直接、又は該ミラー（４１）上に位置する接着促進
層（４２）上に配置されることを特徴とするミラー。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のミラーにおいて、前記層（２３）は、研磨層（２
２）上に配置されることを特徴とするミラー。
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【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のミラーにおいて、前記ミラー基板（１１、２１）
は、金属材料から製造されることを特徴とするミラー。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のミラーにおいて、前記ミラー基板（３１、４１）
は、非晶質材料、特に二酸化チタン（ＴｉＯ２）ドープ石英ガラスから製造されることを
特徴とするミラー。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のミラーにおいて、該ミラー（１０、２０、３０、
４０）は、３０ｎｍ未満、特に１５ｎｍ未満の作動波長用に設計されることを特徴とする
ミラー。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のミラーを少なくとも１つ備えた、マイクロリソグ
ラフィ投影露光装置（５００）の光学系、特に照明デバイス又は投影レンズ。
【請求項１０】
　マイクロリソグラフィ投影露光装置のミラーを製造する方法であって、層系をミラー基
板（１１、２１、３１、４１）に施し、前記層系は、光学有効面（１０ａ、２０ａ、３０
ａ、４０ａ）に入射する電磁放射線を反射する反射層スタック（１４、２４、３４、４４
）を有し、ＩＩＩ族窒化物からなる層（１３、２３、３３、４３）を施した後に前記反射
層スタック（１４、２４、３４、４４）を施し、前記ＩＩＩ族窒化物は、窒化ガリウム（
ＧａＮ）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、及び窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）
を含む群から選択され、前記層（１３、２３、３３、４３）は、０．１μｍ～１００μｍ
の範囲の厚さを有する方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、前記層（１３、２３、３３、４３）を研磨した後に
前記反射層スタック（１４、２４、３４、４４）を施すことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載の方法において、前記ミラー（１０、２０、３０、４０）の
前記層系に存在し且つ機械的歪によって引き起こされる変形を少なくとも部分的に補償す
る表面プロファイルを、前記層（１３、２３、３３、４３）に加工することを特徴とする
方法。
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